
ТЕСТ-ОБЪЕКТ  ДЛЯ  КАЛИБРОВКИ  РАСТРОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 

И  АТОМНО-СИЛОВЫХ  МИКРОСКОПОВ 

Создан и выпускается малой серией тест-объект МШПС-2.0К, предназначенный для калибров-

ки растровых электронных микроскопов (РЭМ) и атомно-силовых микроскопов (АСМ). Тест-

объект представляет собой кремниевый чип размером 11 см
2
, в центре которого на площади 

11 мм
2
 расположены 5 групп шаговых структур по 3 структуры в каждой группе. Шаговая 

структура состоит из выступов и канавок, боковые стороны которых совпадают с кристалло-

графическими плоскостями кремния {111}, а верх выступов и дно канавок совпадают с кри-

сталлографическими плоскостями {100}. Шаг структуры составляет 2 мкм и аттестован с точ-

ностью 1 нм. Размеры верхних оснований выступов могут быть сделаны разными, лежащими в 

диапазоне 10 – 700 нм, а высоты выступов – в диапазоне 100 – 1200 нм, при одной и той же ве-

личине шага. Подробности использования тест-объекта приведены в списке литературы. 

          
Тест-объект МШПС-2.0К и изображение его отдельных частей в РЭМ. 

 
Изображение в АСМ шаговой структуры тест-объекта. 

 
Изображение боковой стенки канавки тест-объекта в просвечивающем электронном 

микроскопе демонстрирует атомарную гладкость боковых стенок элементов тест-объекта. 

   
Изображения в РЭМ сколов тест-объекта с разными ширинами и высотами выступов. 

   
Изображения в АСМ элементов тест-объекта с разными ширинами и высотами. 
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